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高脆性材料GaN/Al2O3ウェーハ用ラッピングプレート
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　　55元金属超微細化結晶処理元金属超微細化結晶処理研磨加工速度の早いプレート！

GaN/Al2O3高脆材の面粗さ大幅ＵＰ！

スクラッジの大幅低減！

プレートの磨耗が少ない高寿命

面粗さ（ＰーＶ値）差の大幅低減！

ラップ加工レートの安定化！

プレートの目詰まり解消!

平面精度の安定化を実現！

5元金属化により硬度ＵＰ！

銅より軟らかい軟質金属採用！

超微細化結晶処理！
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ＨＶ硬度試験と曲げ強度試験
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研磨加工速度が早く、面粗度　研磨加工速度が早く、面粗度　UPUP！！

面粗度（P-V値）の差減少
スクラッチが少ない！

５元金属合金による超微細化結晶５元金属合金による超微細化結晶

Alloy  933Alloy  933


